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(54) Title: DEVICE FOR TREATING SUBSTOATES 

Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM BEHANDELN VON SUBSTRATEN 

(57) Abstract 

The invention relates to a device for treating sub- 
strates, especially semiconductor wafers, with at least one 
processing container that is provided with an opening which 
can be closed from the exterior during the treatment with 
the substrate. The aim of the invention is to provide a 
simple and homogeneous treatment of a surface pertaining 
to a substrate. The aim of the invention is also to reduce 
the danger of damage between successive treatment steps. 
To this end, a second processing container is provided ad- 
jacent to the first processing container. The wall of said 
second processing container is at least partially the con- 
tainer wall of the first processing container, whereby said 
container wall is provided with the opening which can be 
closed from the side of the first processing container. 

(57) Zusammenfassung 

Bci einer Vorrichtung zum Behandeln von 
Substraten, insbesondere Halbleiterwafem, mit wenigstens 
einem eine Offnung aufweisenden ProzeBbehalter, 
wobei die Offnung wahrend der Behandlung durch das 
Substrat von auBen schlieBbar ist, wird eine einfache und 
bomogene Behandlung einer zu h>ehandelnden OberflSche 
des Substrats und eine Verringerung der Gefahr einer 

Beschadigung zwischen aufeinanderfolgenden Behandlungsschritten dadurch erreicht, daB benachbart zum ersten ProzeBbehalter ein 
zweiter ProzeBbehalter vorgesehen ist, dessen eine Wand zumindest teilweise die die Offnung enthaltende Behalterwand des ersten 
ProzeBbehalters ist und die Offnung von der Seite des ersten ProzeBbehSlters her schlieBbar ist. . 
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